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論文の概要及び判定理由 

本論文は、高速、低消費電力、高集積構造を持つ電子デバイスのナノパターンを実現する

ため、微細パターン形成、加工技術について、ブロックコーポリマー（BCP）による自己

組織化法を用いて研究した結果をまとめたものである。本研究では、PS-PDMS のミクロ

相分離理論に従って、低分子量化を行い、低分子量化の限界、ドット径、ドットピッチの

最小化について研究し、分子量が 5.9 kg/mol まで低分子量化できること、平均ドット径、

ピッチはそれぞれ 5.5 nm、10 nm と小さいドット列形成が可能であるのこと、PDMS ド

ットパターンを用いた多層膜レジスト法の開発、これを用いたカーボンドット、Si ドット、

磁性材の CoPt ドットパターン形成の可能性を実証した。これらの研究成果は、10 nm 以

下の寸法を持ったパターン形成の可能性を実験検証したものであり、ナノデバイスや超高

密度デバイスの研究開発のための基礎技術として高く評価することができる。よって、博

士（工学）の学位に値するものと判定した。 
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